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研究成果概要 

MBE 成膜による多層膜について、反射損失が 100ppm を超える原因として基板の研磨の

平滑度が足りないことが昨年度の開発から間接的に見えてきた。そこで AFM によって表

面の凹凸を直接観察した。MBE 多層膜は研磨基板に対して、エッチング及び成膜という

2 つのプロセスを経て得ることになるが、今回 200nmX200nm の領域について,p-p 値で

研磨基板     19nm 

エッチング後   2.1nm 

MBE 成膜後     1.4nm 

という面粗さとなっていることが分かった。一般に光共振器に使用される低損失誘電体

多層膜の場合、面荒さは p-p 値で 0.5nm 程度となっており、やはり基板の研磨精度をも

う一段上げる必要があることが想定された。 

また、MBE 鏡で共振器を作った場合リングダウンの信号が、弱くなった後に再び強くな

る、collapse and revival 現象が見られた。これについて、基板の裏面との干渉の可能性

が考えられ、基板の裏面に AR コートを施した。しかしながら、collapse & revival の現

象は消えることが無く、この現象がなぜ起きるのか、未だ理解できていない。 
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